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(57)【要約】
【課題】反応性を高め且つランニングコストを低減し且
つＳＳの流出を防止する。
【解決手段】排水導入工程、曝気工程、静置工程後の排
出工程で、高い位置の排出口２１を選択し処理水Ｗｓを
排出して汚泥全量の沈降を可能とし、小粒径の好気性グ
ラニュール状汚泥１０及びフロック状汚泥３を生成して
残し、一連の工程を繰り返し、フロック状汚泥３を小粒
径の好気性グラニュール状汚泥化して当該汚泥１０を増
加させ、小粒径の好気性グラニュール状汚泥１０の増加
による密度の高まりに伴い、汚泥床の高さを低くさせ、
低い位置の排出口２２を選択して処理水Ｗｓを排出する
ことで、排出工程で処理水の大部分の排出を可能とし、
後の排水導入工程で、小粒径の好気性グラニュール状汚
泥１０及びフロック状汚泥３を高濃度の基質と接触させ
、一連の工程の繰り返しにより、最終的に、小粒径の好
気性グラニュール状汚泥１０ばかりが高密度に密集した
汚泥床を得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　活性汚泥を収容し、処理水を排出するための処理水排出口を備えた槽を用意し、当該槽
内に排水を導入する排水導入工程と、導入した排水を曝気する曝気工程と、曝気後に静置
する静置工程と、静置後に前記処理水排出口から処理水を排出する排出工程と、を有し、
排出後に前記排水導入工程に戻りこれら一連の工程を繰り返すことで、好気性グラニュー
ル状汚泥を得る回分式排水処理方法において、
　前記処理水排出口を高さ方向に二個以上設け、
　前記一連の工程が繰り返されるのに伴い、前記排出工程で選択する処理水排出口を、そ
れより以前の排出工程で選択した処理水排出口より低い位置の処理水排出口とすることを
特徴とする回分式排水処理方法。
【請求項２】
　前記排水導入工程において、前記排水を前記槽の下部から導入することを特徴とする請
求項１記載の回分式排水処理方法。
【請求項３】
　前記静置工程において、汚泥の全量が沈降するまで静置することを特徴とする請求項１
又は２記載の回分式排水処理方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回分式排水処理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、工場、事業場等からの産業系排水に関しては厳しい規制があるものの、産業系排
水による汚濁負荷量が減少しない理由として、日平均排水量が５０ｍ３未満の小規模な工
場、事業場等には、水質汚濁防止法に基づく排水規制が適用されていないことが挙げられ
る。すなわち、個々の小規模な工場、事業場等からの排水量は少ないが、当該小規模な工
場、事業場等の数が多いため、全体の汚濁負荷量が大きくなってしまうと考えられる。
【０００３】
　このため、法規制等のための様々な検討が成されており、環境的な側面からも小規模な
工場、事業場等からの排水に対する処理の必要性が日増しに高くなっている。従って、小
規模な工場、事業場等に対しても排水処理装置を導入する方向に向かうと考えられるが、
このような小規模な工場、事業場等に対して導入する場合には、小型、安価、維持管理が
容易な排水処理装置が必要となる。
【０００４】
　ここで、上記条件を満足する排水処理装置として、以下の特許文献１に記載の排水処理
装置が知られている。この特許文献１に記載の技術は、ＳＢＡＲ（Sequencing Batch Air
lift Reactor；ＳＢＲ（Sequencing Batch Reactor）とも呼ぶ）と呼ばれる回分式（バッ
チ式）の処理装置であり、活性汚泥を収容した槽を用意し、当該槽内に排水を導入する排
水導入工程と、導入した排水を曝気する曝気工程と、曝気後に静置する静置工程と、静置
後に処理水を排出する排出工程と、を有し、この一連の工程によって好気性グラニュール
状汚泥（粒状汚泥）を生成し、処理水の排出後に排水導入工程に戻りこれら工程を繰り返
すことによって好気性グラニュール状汚泥を成長させるものである。
　この技術にあっては、静置工程は３分間とされ、その後、排出工程を実行するため、粒
径の大きいグラニュール状汚泥は沈降し槽より排出されないが、粒径の小さいグラニュー
ル状汚泥は槽より排出され、上記一連の工程を繰り返すことによって、粒径の大きいグラ
ニュール状汚泥が選択的に残り、最終的には、当該粒径の大きいグラニュール状汚泥が密
集した汚泥が得られる。そして、この粒径の大きい好気性グラニュール状汚泥によって、
排水処理が実行される。
【特許文献１】特表２００５－５３８８２５
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記公報記載の技術においては、好気性処理の反応性をより高めると共
にランニングコストを低減することが望まれている。また、粒径の小さいグラニュール状
汚泥を始めとした汚泥が処理水と共に後段に流出するため、ＳＳが後段へ流出してしまう
という問題がある。
【０００６】
　本発明は、このような課題を解決するために成されたものであり、好気性処理の反応性
がより高められると共にランニングコストが低減され、且つ、ＳＳの後段への流出が防止
される回分式排水処理方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　ここで、本発明者らは、鋭意研究を重ねた結果、静置工程において、３分間静置し粒径
の大きい好気性グラニュール状汚泥（特許文献１に記載の好気性グラニュール状汚泥；以
下単に従来の好気性グラニュール状汚泥と呼ぶ）を選択的に生成し残すというのでは無く
、排水導入工程、曝気工程、静置工程後の排出工程において、高い位置の処理水排出口を
選択し処理水を排出することで、汚泥のほぼ全量を沈降した状態とするのを可能とし、こ
れにより、従来の好気性グラニュール状汚泥に比して粒径の小さい好気性グラニュール状
汚泥を生成し残すと共にフロック状汚泥を生成して残し、上記一連の工程を繰り返し、こ
の繰り返しに伴いフロック状汚泥を粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥化して当該粒
径の小さい好気性グラニュール状汚泥を増加させ、この粒径の小さい好気性グラニュール
状汚泥の増加による密度の高まりに伴い汚泥床の高さが低くなり、従って、処理水排出口
の高さ位置を下げ処理水を排出することで、排出工程において処理水の大部分を排出し、
後の排水導入工程において、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥及びフロック状汚泥
が高濃度の基質（薄まっていない排水）と接触し、上記一連の工程の繰り返しによって、
最終的に、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥ばかりが高密度に密集した汚泥床が得
られることを見出した。
【０００８】
　そこで、本発明による回分式排水処理方法は、活性汚泥を収容し、処理水を排出するた
めの処理水排出口を備えた槽を用意し、当該槽内に排水を導入する排水導入工程と、導入
した排水を曝気する曝気工程と、曝気後に静置する静置工程と、静置後に処理水排出口か
ら処理水を排出する排出工程と、を有し、排出後に排水導入工程に戻りこれら一連の工程
を繰り返すことで、好気性グラニュール状汚泥を得る回分式排水処理方法において、処理
水排出口を高さ方向に二個以上設け、一連の工程が繰り返されるのに伴い、排出工程で選
択する処理水排出口を、それより以前の排出工程で選択した処理水排出口より低い位置の
処理水排出口とすることを特徴としている。
【０００９】
　このような回分式排水処理方法によれば、排水導入工程、曝気工程、静置工程後の排出
工程において、高い位置の処理水排出口が選択されて処理水が排出されるため、汚泥のほ
ぼ全量を沈降した状態とするのが可能とされ、これにより、粒径の小さい好気性グラニュ
ール状汚泥が生成され残されると共にフロック状汚泥が生成され残される。そして、この
ような一連の工程が繰り返され、この繰り返しに伴いフロック状汚泥が粒径の小さい好気
性グラニュール状汚泥化して当該粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥が増加し、この
粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥の増加による密度の高まりに伴って、汚泥床の高
さが低くなる。そして、低い位置の処理水排出口が選択されて処理水が排出されるため、
排出工程において処理水の大部分を排出するのが可能とされ、後の排水導入工程において
、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥及びフロック状汚泥が高濃度の基質（薄まって
いない排水）と接触し、上記一連の工程の繰り返しによって、最終的に、粒径の小さい好
気性グラニュール状汚泥ばかりが高密度に密集した汚泥床が得られるようになる。
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【００１０】
　このような汚泥床を構成する粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥は、従来の好気性
グラニュール状汚泥に比して表面積が大きく高密度に密集すると共に、前述のように排水
導入工程において高濃度の基質と接触するため、好気性処理の反応性が高められる。また
、前述のように一連の工程の繰り返しにより汚泥床の高さが低くなるため、排水導入量は
従来と同じであるが曝気工程時の水深が従来に比して浅くなり、従って、曝気動力が低減
され、ランニングコストが低減される。また、前述のように汚泥のほぼ全量が沈降可能と
されるため、粒径の小さいグラニュール状汚泥を始めとした汚泥が処理水と共に後段に流
出することが無く、ＳＳの後段への流出が防止される。
【００１１】
　ここで、排水導入工程において、排水を槽の下部から導入すると、汚泥が一層高濃度の
基質と接触し、好気性処理の反応性が一層高められる。
【００１２】
　また、静置工程において、汚泥の全量が沈降するまで静置すると、上記作用が確実に奏
されるようになる。
【発明の効果】
【００１３】
　このように本発明によれば、好気性処理の反応性を高めると共に、ランニングコストを
低減し、且つ、ＳＳの後段への流出を防止する回分式排水処理方法を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明による回分式排水処理方法の好適な実施形態について図１～図４を参照し
ながら説明する。図１～図４は、本発明の実施形態に係る回分式排水処理方法を示す工程
説明図であり、本実施形態の回分式排水処理方法が採用される回分式排水処理装置は、小
規模な工場、事業場等に対して好適に用いられるものである。
【００１５】
　図１に示すように、本実施形態の回分式排水処理装置は、内部に活性汚泥を収容すると
共に、底部に排水ディストリビューター８及び散気管６が配設された処理槽１を備えてい
る。
【００１６】
　排水ディストリビューター８は、槽１外に配設された排水ポンプ４に接続され、当該排
水ポンプ４を駆動することで、排水（原水）Ｗを槽１内の全域に均等に振り分けるように
導入する。
【００１７】
　散気管６は、槽１外に配設された散気ポンプ５に接続され、当該散気ポンプ５を駆動す
ることで、散気管６を介して給気し槽１内を曝気する。
【００１８】
　また、槽１に対しては、処理水Ｗｓを排出するための処理水排出口が異なる高さ位置に
二個設けられ、上段処理水排出口２１、下段処理水排出口２２とされている。上段処理水
排出口２１は、最初に導入する排水のレベルＨ１のほぼ半分の高さ位置に設けられ、下段
処理水排出口２２は、上段処理水排出口２１のほぼ半分の高さ位置に設けられる。
【００１９】
　これらの処理水排出口２１，２２は、槽１外に配設された処理水ポンプ９に接続され、
当該処理水ポンプ９を駆動することで、槽１内で処理された処理水Ｗｓを後段に排出する
。そして、これらの処理水排出口２１，２２は、後述する一連の工程の繰り返しに伴い、
上から順に選択される（詳しくは後述）。
【００２０】
　また、槽１の底部に対しては、槽１外に配設された余剰汚泥排出ポンプ１１が接続され
、当該余剰汚泥排出ポンプ１１を駆動することで、槽１内の底部に蓄積する余剰汚泥Ｓを
後段に排出する。
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【００２１】
　次に、このように構成された回分式排水処理装置による回分式排水処理方法について説
明する。
【００２２】
　この回分式排水処理方法にあっては、以下の排水導入工程、曝気工程、静置工程、排出
工程が繰り返し実行される。
【００２３】
　具体的には、先ず、排水導入工程が実行され、活性汚泥を収容する槽１に対して、図１
に示すように、排水（原水）Ｗが、排水ディストリビューター８を介してレベルＨ１の高
さまで導入される。そして、活性汚泥を排水Ｗに馴養すべく例えば４０分程度の所定時間
保持される。
【００２４】
　従って、活性汚泥は排水中の高濃度の基質（薄まっていない排水）と接触し、排水中の
汚濁成分である有機物、窒素、りん等が活性汚泥内へ深く浸透すると共に、当該浸透に従
い活性汚泥の深層部を含む汚泥全体の活性が向上し、粒径の小さい好気性グラニュール状
汚泥１０が少量生成される。また、活性汚泥法と同様にフロック状汚泥３が多量生成され
る。
【００２５】
　次いで、曝気工程が実行され、槽１内に気泡７が生成されて例えば１００分程度の所定
時間曝気される。この曝気によって、汚濁成分である有機物、窒素、りん等が効果的に処
理される。
【００２６】
　次いで、静置工程が実行され、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０及びフロッ
ク状汚泥３が沈降するように、すなわち、汚泥のほぼ全量が沈降するように、例えば２０
分程度の所定時間静置される。
【００２７】
　これにより、汚泥のほぼ全量が沈降し、槽２内の底から上下方向中程に亘って、多量の
フロック状汚泥３及び少量の粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０より成る汚泥床
が形成される（図２参照）と共に、当該汚泥床から上方のレベルＨ１までが処理水Ｗｓと
される。
【００２８】
　次いで、図２に示すように、排出工程が実行され、上段処理水排出口２１を通して処理
水Ｗｓが後段へ排出される。
【００２９】
　ここで、上段処理水排出口２１は、１回目（最初）の静置工程で形成される汚泥床より
多少上方のレベルＨ２の高さ位置に設置されている。
【００３０】
　従って、多量のフロック状汚泥３及び少量の粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１
０より成る汚泥床、すなわち、汚泥のほぼ全量が残るようにして処理水Ｗｓが排出される
。
【００３１】
　そして、排出工程を終えたら、前述した排水導入工程に戻り、曝気工程、静置工程、排
出工程という一連の工程が繰り返される。
【００３２】
　この一連の工程の繰り返しに伴い、フロック状汚泥３が粒径の小さい好気性グラニュー
ル状汚泥化し、当該粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０が増加していく（図３参
照）。
【００３３】
　そして、例えば２ヶ月程度の所定期間、一連の工程が繰り返されると、粒径の小さい好
気性グラニュール状汚泥１０の密度が高まり、この密度の高まりに伴って、前述した汚泥
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床の高さが低くなっていく。
【００３４】
　このように、汚泥床の高さが低くなったら、排出工程において、下段処理水排出口２２
を通して処理水Ｗｓが後段へ排出される（図４参照）。なお、この状態にあっては、粒径
の小さい好気性グラニュール状汚泥１０は図４より少なく、フロック状汚泥３は図４より
多い。
【００３５】
　ここで、下段処理水排出口２２は、静置工程で形成される汚泥床より多少上方のレベル
Ｈ４の高さ位置に設置されている。
【００３６】
　従って、増加した粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０及び減少したフロック状
汚泥３より成る汚泥床、すなわち、汚泥のほぼ全量が残るようにして処理水Ｗｓが排出さ
れる。
【００３７】
　このように、汚泥床の高さが低くなってきたところで、下段処理水排出口２２を通して
処理水Ｗｓが排出されるため、当該排出工程では処理水Ｗｓの大部分が排出される。
【００３８】
　そして、この排出工程を終えたら、排水導入工程に戻り、このとき、処理水Ｗｓはその
大部分が排出され槽１内に殆ど残っていないため、排水導入工程では、粒径の小さい好気
性グラニュール状汚泥及びフロック状汚泥は、高濃度の基質（薄まっていない排水）と接
触し、さらに、フロック状汚泥３が粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥化する。
【００３９】
　このとき、排水Ｗの導入量は常時同じであり、図３に示すように、レベルＨ３の高さま
で導入され、増加した粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０による曝気工程が実行
される。
【００４０】
　そして、上記一連の工程の繰り返しに伴い、最終的に、図４に示すように、粒径の小さ
い好気性グラニュール状汚泥１０ばかりが高密度に密集した汚泥床が得られる。
【００４１】
　このように、本実施形態の回分式排水処理方法によれば、排水導入工程、曝気工程、静
置工程後の排出工程において、高い位置の上段処理水排出口２１が選択されて処理水Ｗｓ
が排出されるため、汚泥のほぼ全量を沈降した状態とするのが可能とされ、これにより、
粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０が生成され残されると共にフロック状汚泥３
が生成され残され、そして、このような一連の工程が繰り返され、この繰り返しに伴いフ
ロック状汚泥３が粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥化して当該粒径の小さい好気性
グラニュール状汚泥１０が増加し、この粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０の増
加による密度の高まりに伴って、汚泥床の高さが低くなり、そして、低い位置の下段処理
水排出口２２が選択されて処理水Ｗｓが排出されるため、排出工程において処理水Ｗｓの
大部分を排出するのが可能とされ、後の排水導入工程において、粒径の小さい好気性グラ
ニュール状汚泥１０及びフロック状汚泥３が高濃度の基質（薄まっていない排水）と接触
し、上記一連の工程の繰り返しによって、最終的に、粒径の小さい好気性グラニュール状
汚泥１０ばかりが高密度に密集した汚泥床が得られる。
【００４２】
　このような汚泥床を構成する粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０は、従来の好
気性グラニュール状汚泥に比して表面積が大きく高密度に密集すると共に、前述のように
排水導入工程において高濃度の基質と接触するため、好気性処理の反応性が高められ、有
機物、窒素、リン等が効果的に処理される。また、前述のように一連の工程の繰り返しに
より汚泥床の高さが低くなるため、排水導入量は従来と同じであるが曝気工程時の水深が
従来に比して浅くなり、従って、曝気動力が低減され、ランニングコストが低減される。
因みに、脱窒、脱リンが不要であれば、より動力の少ない運転が可能とされ、ランニング
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コストが一層低減される。また、前述のように汚泥のほぼ全量が沈降可能とされるため、
粒径の小さいグラニュール状汚泥１０を始めとした汚泥が処理水Ｗｓと共に後段に流出す
ることが無く、ＳＳの後段への流出が防止される。
【００４３】
　なお、最初から低い位置の下段処理水排出口２２が選択される場合には、従来と同様に
、粒径の小さいグラニュール状汚泥１０を始めとした汚泥が処理水Ｗｓと共に後段に流出
するため、粒径の大きい好気性グラニュール状汚泥が選択的に生成し残ることになる。ま
た、静置工程において汚泥のほぼ全量を沈降した状態としても、上段処理水排出口２１の
みから処理水を繰り返し排出する場合には、汚泥床の高さが低くなるに連れて処理水Ｗｓ
の残量が増大していき、好気性グラニュール状汚泥及びフロック状汚泥が低濃度の基質に
接触する（薄まった排水と接触する）結果、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０
の生成・維持・増加が難しくなり、粒径の小さい好気性グラニュール状汚泥１０が高密度
に密集した汚泥床は得られない。
【００４４】
　また、本実施形態にあっては、排水導入工程において、排水Ｗが槽１の下部から導入さ
れるため、汚泥が一層高濃度の基質と接触し、好気性処理の反応性が一層高められている
。
【００４５】
　因みに、一連の工程の繰り返しの際に、好気性グラニュール状汚泥の形成への不安定因
子が作用し当該好気性グラニュール状汚泥が崩壊した場合には、図１及び図２の状態の処
理に戻り状態をリセットし、その後継続して、図３及び図４の状態の処理を行えば良い。
【００４６】
　以上、本発明をその実施形態に基づき具体的に説明したが、本発明は上記実施形態に限
定されるものではなく、例えば、上記実施形態においては、処理水排出口を上段と下段の
二個としているが、異なる高さ位置に三個以上設けて、上記一連の工程が繰り返されるの
に伴い、順次低い位置の処理水排出口を選択していくようにしても良い。
【００４７】
　また、上記実施形態においては、特に好適であるとして、小規模な工場、事業場等に対
する適用を述べているが、大規模施設へも勿論適用することができる。
【実施例】
【００４８】
　以下、実施例及び比較例を説明する。
【００４９】
　（実施例１）
　図１～図４に示した回分式排水処理装置を用い、食品排水を対象とした。処理槽として
は３Ｌの有効容積の槽を用いた。初期の２ヶ月間は、図１及び図２の状態での処理を継続
した。ＭＬＳＳ濃度は初期濃度を３０００ｍｇ／Ｌとし、容積負荷は１．３ｋｇ－ＢＯＤ
／ｍ３／ｄとし、曝気はＤＯ濃度を３ｍｇ／Ｌ程度で保持しながら攪拌を行った。１回の
回分（１８０分）の工程は以下の通りである。
　排水導入工程；排水導入３分、保持４０分
　曝気工程；曝気時間１０９分
　静置工程；静置時間２５分
　排出工程；排出時間３分
この工程を１日８サイクル繰り返した。
【００５０】
　その結果、処理水のＳＳ濃度は５ｍｇ／Ｌ以下で処理水質を維持できた。また、排水は
ＢＯＤで１０ｍｇ／Ｌ以下で処理できた。フロック状汚泥は徐々に平均粒子径１ｍｍφ以
下の粒子状となって沈降性が向上し、２ヶ月後には沈降性の指標であるＳＶＩが、初期の
２００ｍｌ／ｇから７０ｍｇ／Ｌとなった。
【００５１】
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　続いて、図３及び図４の状態として処理を継続した。容積負荷は１．３ｋｇ－ＢＯＤ／
ｍ３／ｄとし、曝気はＤＯ濃度を２ｍｇ／Ｌ程度で保持しながら攪拌を行った。１回の回
分（１８０分）の工程は以下の通りである。
　排水導入工程；排水導入３分、保持５０分
　曝気工程；曝気時間１０９分
　静置工程；静置時間１５分
　排出工程；排出時間３分
この工程を１日８サイクル繰り返した。
【００５２】
　その結果、ＭＬＳＳ濃度は８０００ｍｇ／Ｌとなった。また、処理水質において窒素と
リンの除去率は８９％であった。また、処理水のＳＳ濃度は１０ｍｇ／Ｌ以下で処理水質
を維持できた。また、排水はＢＯＤで１０ｍｇ／Ｌ以下で処理できた。
【００５３】
　そして、曝気工程時の水深が浅い分、曝気動力が従来に比して３０％削減され、ランニ
ングコストを低減できるのが確認された。
【００５４】
　（比較例１）
　従来のＳＢＲ型の回分式排水処理装置を用い、食品排水を対象とした。処理槽としては
３Ｌの有効容積の槽を用いた。ＭＬＳＳ濃度は初期濃度を３０００ｍｇ／Ｌとし、容積負
荷は１．３ｋｇ－ＢＯＤ／ｍ３／ｄとし、曝気はＤＯ濃度を３ｍｇ／Ｌ程度で保持しなが
ら攪拌を行った。すなわち、これらの条件は実施例１と同様とした。排水は、実施例１と
同様に槽の下部から導入した。１回の回分（１８０分）の工程は以下の通りである。
　排水導入工程；排水導入３分
　曝気工程；曝気時間１６９分
　静置工程；静置時間５分
　排出工程；排出時間３分
この工程を１日８サイクル繰り返した。
【００５５】
　その結果、ＭＬＳＳ濃度は初期に２００ｍｇ／Ｌまで低下し、大量のＳＳが処理水と共
に後段へ流出してしまい、別の方法を用いた処理が必要であった。
【００５６】
　その後、急激に好気性グラニュール状汚泥が生成されて増加し、１ヶ月後にはＭＬＳＳ
濃度は６０００ｍｇ／Ｌとなった。平均粒子径は２．５ｍｍφと大きく、ＳＶＩは５０ｍ
ｇ／Ｌと優れていた。また、処理水質において窒素とリンの除去率は８５％であった。ま
た、処理水のＳＳ濃度は３０ｍｇ／Ｌ以下であった。また、排水はＢＯＤで１０ｍｇ／Ｌ
以下で処理できた。
【００５７】
　このように、比較例１のＭＬＳＳ濃度は、初期に２００ｍｇ／Ｌであり、その後、安定
化しても、６０００ｍｇ／Ｌであり、実施例１のＭＬＳＳ濃度８０００ｍｇ／Ｌの方が高
く、さらに、比較例１の窒素とリンの除去率は８５％であり、実施例１の窒素とリンの除
去率８９％の方が高く、実施例１の好気性処理の反応性が比較例１のそれと同等若しくは
それ以上であることが分かる。また、比較例１にあっては、最初に大量のＳＳが後段に流
出し、その後、安定化しても、処理水のＳＳ濃度は３０ｍｇ／Ｌ以下であり、実施例１の
処理水のＳＳ濃度５～１０ｍｇ／Ｌ以下の方が低く、実施例１の方がＳＳの後段への流出
が防止されているのが分かる。これは、静置時間の違いによるものである。
【図面の簡単な説明】
【００５８】
【図１】本発明の実施形態に係る回分式排水処理方法を示す工程説明図である。
【図２】図１に続く工程説明図である。
【図３】図２に続く工程説明図である。
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【図４】図３に続く工程説明図である。
【符号の説明】
【００５９】
　１…処理槽、３…フロック状汚泥、５…散気ポンプ、６…散気管、７…気泡、８…排水
ディストリビューター、１０…好気性グラニュール状汚泥、１１…余剰汚泥排出ポンプ、
２１…上段処理水排出口、２２…下段処理水排出口、Ｓ…余剰汚泥、Ｗ…排水、Ｗｓ…処
理水。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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